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适量施氮和适当晚熟可提高粳稻

加工品质
整精米率

是稻米品质的

一 个 重 要 指

标! 生产中氮
肥 的 大 量 使

用" 不仅导致
水稻氮利用效

率下降" 引发
能源浪费 #环
境污染和生产

效益降低 "对
米质的形成也产生了影响!扬州大学农业
部长江流域稻作技术创新中心 研

究组发现"适量施氮和适当晚熟可提高粳
稻加工品质! 相关研究成果刊登于$作物
学报%!""# 年第 $ 期"题为&生育类型与
施氮水平对粳稻加工品质的影响’!
研究人员以长江中下游地区 % 种生

育类型中有代表性的 %$ 个粳稻品种为
试材"研究了空白#低#中#高 & 种氮素水
平下粳稻加工品质的变化规律! 结果发
现"糙米率#精米率和整精米率均随氮肥
水平的增加而增加" 但增加幅度逐渐减
小"其中整精米率在高肥与中肥水平下的
差异不显著! 研究还发现"品种生育期越
长"加工品质越好"晚粳类型的糙米率#精
米率和整精米率高于中粳类型"各类型内
迟熟品种高于早熟品种"其中晚粳品种的
平均整精米率比中粳品种高出 ’#()$*!
该研究选材较多" 品种类型较多"且

具有代表性"筛选并推荐出利于生产实践
的加工品质较好的品种"可为长江中下游
地区优质粳稻品种氮肥的合理施用提供

理论和实践依据!

合成出新型吡啶基修饰的尾式卟啉
随着光通信的发展"对光电子器件和

光存储介质的

要 求 越 来 越

高" 不但要求
材料有较快的

响应时间 "还
要求材料具有

较好的三阶非

线 性 光 学 性

质! 卟啉作为
一类具有共轭

大环结构的化

合物"不仅具有上述特点"还可以通过分
子结构的设计而调节介质的光学性质"近
年来受到广泛关注!南开大学化学学院
研究组报道了一种新型尾式锌卟啉

(!+,-./012!.3,,45)的合成及表征!相
关研究成果刊登于 $高等学校化学学报%
!))# 年第 6 期"题为&新型吡啶基修饰的
尾式卟啉的合成及性质’!
核磁共振氢谱表明"尾式卟啉侧链中

吡啶基与卟啉平面之间存在弱相互作用!
作者用紫外+可见光谱滴定法对该化合
物与 % 种吡啶类小分子间的轴向配位反
应的热力学性质进行了研究!轴配体系的
热力学数据显示"% 种吡啶类配体的平衡
常数按 "7&+89,-:#"7,-:#"7;+89,-:#
"7!<&<0+=>?89,-:#"7!+89,-:依次减小"
吡啶类小分子对主体的配位能力按 &+
89,-#,-#; +89,-#!<&<0 +=>?89,-#! +
89,- 依次减弱"分子模拟理论研究与实
验结果完全一致!
研究人员还采用 #+扫描方法研究了

化合物的非线性光学性质"结果表明该样
品具有强烈的反饱和吸收特征 " 且 !+
,-./01’!.3,,45 比 !+,-./01’!.3,,
的反饱和吸收有很大增强"可应用于激光
防护材料上!

基于图转换的模型重构描述语言
软件重构是

提高软件质量的

一种有效手段 "
模型重构又是软

件重构的一个研

究热点 "其核心
是模型重构 规

则! 为了便于重
构执行人员准确

理解重构规则 "
必须将重构规则

准确地描述 出

来!现阶段的重构规则描述依赖于自然语
言! 虽然自然语言描述易于书写和阅读"
但却容易产生二义"进而威胁重构的正确
性!北京理工大学计算机学院 等提出

一种基于图转换的模型重构描述语言!相
关研究成果刊登于$软件学报%!))# 年第
6 期"题为&一种基于图转换的模型重构
描述语言’!
研究人员针对模型重构的特征"有针

对性地设计重构描述语言的 # 个基本元

素"并给出利用这些基本元素描述模型重
构及其规则的方法和策略"以对两个典型
的模型重构规则为例"讨论了文中方法的
描述能力"结果显示"文中方法可以方便
地描述这两个重构规则! 利用 /@AB 工
具"可将软件重构主页上的 ;6 条重构规
则全部形式描述为基于图转换的模型重

构规则!
模型重构的描述只是整个重构过程

的第一步! 研究人员表示"文中提出的基
于图转换的重构模型描述语言充分考虑

了模型重构中后续活动对描述语言的要

求"但随着后续研究的深入"模型重构描
述语言也可能需要进一步的调整!

刻槽周期!深度随机误差是光栅杂
散光的主要来源
衍射光栅

是光谱仪器的

核心元件 "光
栅杂散光水平

直接影响光谱

仪 器 的 信 噪

比 " 紫外波段
的杂散光对光

谱分析尤为不

利 " 但目前没
有对光栅杂散

光 的 统 一 评

价!中国科学院长春光学精密机械与物理
研究所 等采用标量理论方法

分析及实验研究了平面光栅杂散光产生

原因! 相关研究刊登在 $光学精密工程%
!""# 年第 6 期"题为&紫外平面刻划光栅
杂散光数值分析及测试’!
数值模拟结果表明"紫外平面刻划光

栅刻槽周期随机误差和刻槽深度随机误

差是杂散光的主要来源"而光栅杂散光对
光栅表面小尺度随机粗糙度并不敏感!光
栅杂散光还与光谱仪器出射狭缝的相关

宽度"即输出带宽有关!
研究人员从理论上给出求解杂散光

总强度的求和公式"并对 & 个不同波长的
杂散光进行多次测量! 结果表明"测量结
果的重复性较好"理论计算结果与测量结
果也较吻合!
该研究为有针对性地改进光栅制造

工艺和光栅使用方法提供了值得借鉴的

理论依据!
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